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1 はじめに

次世代の大容量光通信技術として、光波における偏光状
態を積極的に利用した光伝送方式が検討されており、偏光
状態を高速に制御する偏光変調器が求められている。電気
光学効果を用いると高速偏光変調が可能である。このと
き、TE-TMモード間の位相整合が重要である [1]。我々は
これまでに、Ni 拡散 LiTaO3 導波路と周期分極反転を用
いた偏光変調器を報告した [2]。しかし、Ni拡散導波路で
は TEモードの伝搬損失が大きく、効率の良い動作は困難
であった。そこで、近年の光学素子の加工技術を用いて、
TE-TM両モードの導波と位相整合が可能な導波路を作製
し、効率のよい偏光変調器の実現を目指す。本稿では、高
速電気光学偏光変調器のための埋め込み型チャネル光導波
路の設計及び解析について述べる。

2 基本構成

Fig.1.(a)に偏光変調器の基本構成を示す。誘電体基板内
に z-cut LiTaO3 の埋め込み型チャネル光導波路と変調電
極を作製する。変調電極には、進行波型コプレーナー線路
電極を用いる。また、光導波路は TE-TM両モードの導波
と位相整合が可能となっている。さらに、光波-高速変調
信号間の擬似位相整合を実現するために周期分極反転構造
を施してある。

3 光導波路の設計、 解析

偏光変調において、光導波路には TE-TM両モードの導
波と位相整合が必要である。図 2に示すように、導波路の
幅と厚さを適切に設計することで、TE-TMモードの実効
屈折率が等しくなり、位相整合が可能である。

4 光導波路の試作

研磨とダイシングを用いて光導波路の試作を進めてい
る。図 3に試作導波路の作製過程と断面図を示す。加工条
件を調節することで、コアの大きさが 10 µm 角以下の導
波路も作製可能である。

5 むすび

埋め込み型チャネル光導波路を用いた高速電気光学偏光
変調器を提案した。光導波路を適切に設計することで、効
率の良い偏光変調が期待できる。現在、リッジ加工と研磨
を用いて、埋め込み型チャネル光導波路及び偏光変調器の
試作を進めている。
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Fig.1. Basic structure of the traveling-wave EO polarization

modulator using a buried optical channel waveguide. The

whole view (a) and the cross sectional view (b).
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Fig.2. Change in effective refractive index difference by core

size (a). The curve on the graph (a) is zero-birefringence

line. Curves giving effective refractive index versus thick-

ness of the waveguide (b). Curves giving effective refractive

index versus width of the waveguide (c).
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Fig.3. Fabrication step for the buried channel optical waveg-

uide using chemical mechanical polishing and wafer dicing

(a). The prototype waveguide’s cross sectional view (b).
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